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１．概要（Summary） 

トポロジカルに異なる相の界面に存在する光励起状態

を実験的に観測するために、SOI基板に電子線リソグラフ

ィーで加工して変形ハニカム構造の孔をあけたシリコンエ

アブリッジ構造を作製した。円偏光励起したとき、円偏光

の向きに応じて逆向きの方向に伝搬することが観測され

た。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

Vapor HFエッチング装置 

【実験方法】 

東北大学マイクロナノマシニングセンター（MNC）の

JBX-6300SKを用い、Si厚さ 250 nmの SOI基板に周

期 680 nm で直径 160 nm の六員環の孔を描画し、

MNC の FAB で転写したのち、西澤センターの気相 HF

エッチング装置で BOX層をとりのぞいた。このとき六員環

の直径をハニカム構造から±5%ずらした構造を隣り合わ

せてならべた構造では、大きくした構造がトポロジカルに

非自明となるため、界面に局在した電磁モードが存在す

ることが予想される。 

YAG レーザー3 倍波で励起した光パラメトリック発振器

で 1330～1380 nm のバンドギャップ領域近傍を円偏光

励起し、試料の両端に設置したスリット領域からの散乱項

をプローブとして伝搬方向を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した構造の AFM像を Fig. 1に示す。AFM探針

の太さのため、断面図の形状は正確ではないが、設計通

りの構造が作製できていることが推察される。 

バンドギャップ中央の 1350 nmでは左右円偏光により

伝搬方向が異なる傾向が見られた。 

 

Fig. 1 AFM images for modified honeycomb 

structure on Si and air bridge structure fabricated 

by vapor phase etching. 
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